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１．概要（Summary） 
１分子ＤＮＡ分子のトラップを目的として、電子ビーム描

画装置を利用し、シリコン基板上にナノホールアレイを作

製するためのレジストパターンの描画を行い、シリコン深

掘りエッチング装置により所望のナノホールアレイを作製

した。走査型電子顕微鏡による観察の結果、良好に作製

されていることを確認し、作製のための最適なデザイン、

描画条件、現像条件などを確立することができた。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

電子線描画装置（ELIONIX 社製、ELS-7500） 
【実験方法】 

ホールアレイ用のデザインを検討しGDSII形式で作成

した上で、専用のポジレジストをシリコン基板上にスピンコ

ートし、電子線描画を行った。また、シリコン深掘りエッチ

ング装置によりアスペクト比１：１となるよう当該レジストパタ

ーンを介してエッチングを行った。現状条件も検討し、最

適な作製条件を確立するために作製結果を比較した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
デザイン設計では、直径 400nm のホールを正方配列

したナノホールアレイとした。最適な描画条件を確立する

ためにポジレジストを用いて、昨年度の検討結果を踏まえ、

さらに描画条件や現像条件を検討した。また、シリコン深

掘りエッチング装置によりアスペクト比１：１となるよう当該

レジストパターンを介してエッチングを行った。今年度新

たに所望許容範囲内となるようエッチング条件を検討し、

最適な加工条件を確立することができた。走査型電子顕

微鏡をもちいてシリコン深掘りエッチング後の作製された

形状を比較・評価したところ、至適な描画条件ならびに現

像条件、加工条件において、設計通りに良好に作製され

ていることが確認された（Fig. 1）。 
来年度は、今年度得られた各種条件を基に、目的とす

る描画範囲における、シリコン基板上へのナノホールアレ

イの作製を行う予定である。 
 

 
Fig. 1 SEM image of 400 nm nano-hole array on 

silicon substrate 
 
 
４．その他・特記事項（Others） 
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